
Ⅰ．　はじめに

　原木生シイタケ栽培において，木片駒を用いた場合には，ほだ

木育成に１６ヶ月程度の期間が必要であり，その間の気象条件が

ほだ木の育成に与える影響は大きいものがある。

　そこで，原木生シイタケ栽培の安定化のために，ほだ木育成期

間の短縮の研究を行っているが，今回，ビニール被覆による仮伏

せが，子実体発生量に与える影響について検討を行った。

Ⅱ．　材料および方法

〔供試ほだ木〕

　２０００年２月中旬に市販の高温性２品種（秋山A－５６７，森

Y７６３）の木片駒と成型駒をクヌギ原木（長さ１ｍ，直径８～

１２cm）に接種し，センター内の裸地で育成したものを用いた。

仮伏せの方法は，１試験区当たり４０本の供試ほだ木を，コンク

リートブロックにより地面から浮かせて高さ５０cm程度に棒積み

し，黒色のシェードの上から透明のビニールで被覆した。なお，

仮伏せ開始時に，全供試ほだ木に１５時間の散水を行った。

　この試験においては保温効果を考慮して，生育ゼロ点の５℃を

基準として，外気温の最低値がそれを上回ったら被覆を除去する

試験区（A区）と，１０℃で除去する試験区（B，C区）を基本に設

定した（表－１）。

　仮伏せ中は，ほだ木の位置（上下）別に温度，湿度の測定を

行った（写真－１）。なお，A～D各区共に上中下に区分した。

　発生量の調査においては，試験区別だけでなく，仮伏せ位置別

の調査も行った。

　２０００年５月上句にすべてのほだ木を人工ほだ場へ移動し本伏せ

を行った。

Ⅲ．結果および考察

　図－１に被覆処理区ごとの３年間（９回の浸水発生）の発生状

況を示した。

　森Y７６３の成型駒においては，A区（７３．２kg ／m３＝５７８．２ｇ／本）

は対照区（D区：７０．３kg ／m３＝５５５．３ｇ／本）よりも発生量が多

かったが，B区と C区は対照区よりも少なかった。個数も同様の
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速　報

表－１．試験区の概要

処理試験区

日最低気温５℃（３月下旬）でビニール除去A区

日最低気温１０℃（４月下旬）でビニール除去B区

日最低気温１０℃（４月下旬）でビニール除去
途中，３月下旬に１５時間散水

C区

対照区（ビニール被覆なし）D区

写真－１．仮伏せ中における温湿度測定



傾向を示した。平均個重は対照区が最も重かった。

　木片駒においては，いずれの処理区も対照区よりも発生量が少

なかった。個数はA区が最も多く，個重は対照区が最も重かっ

た。成型駒と比較して発生量の少ない区とやや多い区があり，一

定の傾向は見られなかった。

　秋山A－５６７の成型駒においては，いずれの処理区も対照区よ

りも発生量が多かったが，最大はA区であった。A区は個数も個

重も最大であった。

　木片駒においては，A区と C区において対照区よりも発生量が

多かった。個数も同様であった。個重はC区が最も重かった。A

区と B区では，成型駒と比較して極端に発生量が少なかったが，

今回の試験からは原因は不明である。

　ビニール被覆を早期に除去した区が良い成績を示したことから，

裸地でのビニール被覆は短期間で良いと考えられた。

　図－２に，晴天時のビニール被覆内外の温度を示した（被覆除

去直前の４月のデータ）。なお，被覆内の温度はほだ木表面の温

度を示している。

　外気温は夜間７－１６℃であり，昼間は約２５℃まで上昇した。こ

の時，被覆の中では，外気温よりも高く，下部においては夜間の

温度が１７－２４℃程度で，昼間は３０℃近くまで上昇した。それに対

して上部では，夜間は下部と同程度であったが，昼間は直射日光

の影響で，５０℃近い温度となった。

　図示しないが，３月においても，上部のほだ木では昼間の温度

が４５℃まで上昇した。

　図－３に晴天時のビニール被覆内外の湿度を示した（４月の

データ）。

　夜間外気の湿度が６５－８０％の範囲で変化したとき，被覆内では

上部，下部共に外気に伴って同様の範囲で変化した。その後，夜

が明けるとともに外気の湿度は低下し，１４時には２３．３％となった。

それに対して，被覆の下部においては湿度は高いままに保たれ，

７４－８２％の範囲で推移した。

　被覆の上部においては，湿度は外気の変化に伴って変化し，１４

時には３１．１％まで低下した。

　表－２に，仮伏せ位置別の発生状況を示した。なお，データは

１回の浸水当たりの値（浸水３回目から７回目までの平均値）で

ある。

280

Kyushu J. For. Res. No. 57　2004. 3

図－１．品種ならびに処理区別の発生量

図－２．外気と被覆内上部，下部の温度（４月２５日）

表－２．ほだ木仮伏せ部位別の発生個数，重量，個重並びに良品率

１，秋山A－５６７

良品率（％）個重（g／個）重量（kg ／m３）個数位置

２９．３１１．２　５．８３８５上

４５．５１５．８１０．４７１７中

３２．２１３．１　７．６５５９下

２，森Y７６３

良品率個重重量個数位置

２３．２１１．４７．２　６３０上

３１．７１３．０１３．１１００７中

２２．７１２．４１０．６　８５７下

図－３．外気と被覆内上部，下部の湿度（４月２５日）



　秋山A－５６７においては，中部のほだ木が個数，重量，個重，

良品率ともに最大であった。上部のほだ木は，全てにおいて最低

であり，重量は中部の約５６％であった。下部のほだ木は，全てに

おいて，両者の中間の値を示した。

　森Y７６３においても，中部のほだ木が個数，重量，個重，良品

率ともに最大であった。上部のほだ木は，個数，重量，個重とも

に最低であり，重量は中部の約５５％であった。下部のほだ木は，

この品種においても，個数，重量，個重が上部と中部の中間の値

を示した。下部のほだ木においては，常に湿度が高い（図－３）

ので，そのことにより中部に比べて個数，発生量等が劣る結果と

なった可能性がある。

　以上の結果から，ビニール被覆は保温，保湿の効果があること

がわかった。仮伏せ位置の上中下別に発生量を比較した場合，上

部のほだ木は中部に対して５５－５６％の発生量しかなかったが，こ

れは上部のほだ木に高温障害が発生したためであると考えられる。

高温障害については，中西ら（１９８２）の研究があるが，辺材部の

最高温度が当研究と同程度に上昇した場合，シイタケ菌糸が衰弱

あるいは死滅し，トリコデルマの侵害が起こることを報告してい

る。ビニール被覆を早期に除去した試験区の方が発生が良かった

のも高温障害を避けられたためであると考えられる。従って，裸

地においてビニール被覆を行う場合は，高温障害を避けるために

被覆材を工夫したり，ビニールとほだ木の間隔をあける等の操作

が必要であろう。
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